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(57)【要約】
【課題】簡便な方法で製造でき、特定の波長の強度が増
大された、良好な発光特性を有する有機発光表示装置及
びこの有機発光表示装置の製造方法の提供。
【解決手段】有機発光表示装置は、基板と、光反射電極
と、有機ＥＬ層と、光透過電極と、凹部を有する光透過
層と、をこの順に有する有機発光表示装置であって、前
記光反射電極と前記凹部における該光反射電極に対向す
る表面との間で、光学共振器が形成され、前記光学共振
器を経て前記光透過層から透過される光が、赤色、緑色
及び青色の少なくとも１つの色の光であることを特徴と
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、光反射電極と、有機ＥＬ層と、光透過電極と、凹部を有する光透過層と、をこ
の順に有する有機発光表示装置であって、
　前記光反射電極と前記凹部における該光反射電極に対向する表面との間で、光学共振器
が形成され、
　前記光学共振器を経て前記光透過層から透過される光が、赤色、緑色及び青色の少なく
とも１つの色の光であることを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項２】
　光透過層が一部材で形成されている請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　一部材の材料が、光硬化性樹脂、熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂である請求項２に記載
の有機発光表示装置。
【請求項４】
　光透過層の凹部形成面に、光半透過反射層を有する請求項１から３のいずれかに記載の
有機発光表示装置。
【請求項５】
　光透過層の凹部の屈折率が、光透過電極の屈折率と等しい請求項１から４のいずれかに
記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　光透過層の凹部に接着剤を充填してなる請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　光透過層の複数の凹部の深さが、赤色、緑色及び青色の少なくとも１つの光を出射する
ように、異なっている請求項１から６のいずれかに記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　光反射電極が、同一平面上に存在する請求項１から７のいずれかに記載の有機発光表示
装置。
【請求項９】
　有機ＥＬ層が、白色発光する請求項１から８のいずれかに記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　光透過層の光出射側にカラーフィルタ層をさらに有する請求項１から９のいずれかに記
載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　基板上に光反射電極、有機ＥＬ層及び光透過電極を順次積層する工程と、
　前記基板とは異なる光透過性基板上に、凹部を有する光透過層を形成する工程と、
　前記光反射電極と前記凹部における該光反射電極に対向する表面との間で、赤色、緑色
及び青色の少なくとも１つの色の光を出射する光学共振器が形成されるように、前記光透
過層と前記光透過電極とを対向して固定する工程と、
　を含むことを特徴とする有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記光透過層の凹部を形成する工程は、型転写により行われる請求項１１に記載の有機
発光表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記の光透過層と光透過電極とを対向して固定する工程は、カップリング剤を用いて行
われる請求項１１から１２のいずれかに記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記の光透過層と光透過電極とを対向して固定する工程は、光透過層の凹部に接着剤を
充填して行われる請求項１１から１３のいずれかに記載の有機発光表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置及び有機発光表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光を用いて、フルカラーで表示する技術が種々開示されている。例えば、特
許文献１では、ＯＬＥＤデバイスにおけるマルチカラーフィルターの応答とより効果的に
整合する白色光を生じさせるためのＯＬＥＤデバイスが開示されている。このＯＬＥＤデ
バイスでは、有機ＥＬ素子に含まれる２種以上のドーパントによって、白色光のスペクト
ルを変化させ、白色光がカラーフィルタの応答とより効果的に整合するように選択されて
いる。即ち、このＯＬＥＤデバイスでは、カラーフィルタの応答性を調整することで、白
色光を効率的に発光している。しかしながら、このような構成であると、制御の点で複雑
となるという問題がある。また、特定の波長の強度を増大させるなどして光学特性をさら
に向上させるには、最適な構成となっていないという問題もある。
【０００３】
　このような問題を解決するため、各色の光路長を調整したり、光反射と干渉とを繰り返
して特定の波長の強度を増加させる共振構造を採用した技術が種々開示されている。
【０００４】
　特許文献２では、有機薄膜を保護する部分反射機能を有する透明封止板を透過して直接
上部に出る直接出力光と、この透明封止板の反射により一度素子側に戻る光を有機薄膜の
下部にある基板側に設けられた金属電極兼全反射鏡等の反射膜で反射させ、上記の直接出
力光とは別光路で透明封止板の上部に光を出射する構造を有する有機発光表示装置が開示
されている。この文献では、有機発光層を有する絶縁基板側の各色の画素毎に段差を設け
たり、スペーサーを挿入することで、光学距離を調整する旨が開示されている。このよう
な構成であると、光学距離を調整するのに精度が要求されるという問題がある。また、有
機発光層を有する絶縁基板を製造し、さらに段差やスペーサー等を設けるため、工数が増
加するという問題がある。
【０００５】
　また、特許文献３では、発光層を有する表示素子であって、発光層を挟んだ第１端部と
第２端部との間で共振器構造を有し、この第１端部と発光層との距離、及び上記の第２端
部と発光層との距離が所定の数式を満たすように規定された表示素子が開示されている。
しかしながら、具体的な構造についての開示がなされていないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５２００６０号公報
【特許文献２】特許第３８９８１６３号公報
【特許文献３】特許第３７０３０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、簡便な方法で製造でき、特定の波長の強度が増大された、良好な発光
特性を有する有機発光表示装置及びこの有機発光表示装置の製造方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、前記目的を達成すべく鋭意検討を行った結果、所定の形状の凹部を有す
る光透過層と有機ＥＬ層を積層した光反射電極との間で光学共振器を形成するように構成
することにより前記課題を解決し得ることを見出し、本発明の完成に至った。即ち、
　＜１＞　基板と、光反射電極と、有機ＥＬ層と、光透過電極と、凹部を有する光透過層
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と、をこの順に有する有機発光表示装置であって、
　前記光反射電極と前記凹部における該光反射電極に対向する表面との間で、光学共振器
が形成され、
　前記光学共振器を経て前記光透過層から透過される光が、赤色、緑色及び青色の少なく
とも１つの色の光である有機発光表示装置である。
　＜２＞　光透過層が一部材で形成されている前記＜１＞に記載の有機発光表示装置であ
る。
　＜３＞　一部材の材料が、光硬化性樹脂、熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂である前記＜
２＞に記載の有機発光表示装置である。
　＜４＞　光透過層の凹部形成面に、光半透過反射層を有する前記＜１＞から＜３＞のい
ずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜５＞　光透過層の凹部の屈折率が、光透過電極の屈折率と等しい前記＜１＞から＜４
＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜６＞　光透過層の凹部に接着剤を充填してなる前記＜５＞に記載の有機発光表示装置
である。
　＜７＞　光透過層の複数の凹部の深さが、赤色、緑色及び青色の少なくとも１つの光を
出射するように、異なっている前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の有機発光表示装
置である。
　＜８＞　光反射電極が、同一平面上に存在する前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載
の有機発光表示装置である。
　＜９＞　有機ＥＬ層が、白色発光する前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の有機発
光表示装置である。
　＜１０＞　光透過層の光出射側にカラーフィルタ層をさらに有する前記＜１＞から＜９
＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜１１＞　基板上に光反射電極、有機ＥＬ層及び光透過電極を順次積層する工程と、
　前記基板とは異なる光透過性基板上に、凹部を有する光透過層を形成する工程と、
　前記光反射電極と前記凹部における該光反射電極に対向する表面との間で、赤色、緑色
及び青色の少なくとも１つの色の光を出射する光学共振器が形成されるように、前記光透
過層と前記光透過電極とを対向して固定する工程と、
　を含む有機発光表示装置の製造方法である。
　＜１２＞　前記光透過層の凹部を形成する工程は、型転写により行われる前記＜１１＞
に記載の有機発光表示装置の製造方法である。
　＜１３＞　前記の光透過層と光透過電極とを対向して固定する工程は、カップリング剤
を用いて行われる前記＜１１＞から＜１２＞のいずれかに記載の有機発光表示装置の製造
方法である。
　＜１４＞　前記の光透過層と光透過電極とを対向して固定する工程は、光透過層の凹部
に接着剤を充填して行われる前記＜１１＞から＜１３＞のいずれかに記載の有機発光表示
装置の製造方法である。
　＜１５＞　光透過層の凹部の屈折率が、光透過電極の屈折率よりも小さい前記＜１＞か
ら＜１０＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜１６＞　光透過層の凹部が、空隙である前記＜１５＞に記載の有機発光表示装置であ
る。
　＜１７＞　光透過層と光透過電極との間に、接着部が形成されてなる前記＜１＞から＜
１０＞及び＜１５＞から＜１６＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜１８＞　光学共振器の光学共振長Ｌが、出射光のピーク波長λの半波長の倍数（（λ
/２）×ｍ；ｍは、自然数）である前記＜１＞から＜１０＞及び＜１５＞から＜１７＞の
いずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜１９＞　有機ＥＬ層の発光層が、光反射電極から光学長Ｌ’＝（λ／４）×（２ｎ－
１）（λは、出射光のピーク波長；ｎは、自然数）の距離に配置されている前記＜１＞か
ら＜１０＞及び＜１５＞から＜１８＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
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　＜２０＞　光反射電極が、複数あり、
　前記各光反射電極に電流を供給するスイッチング駆動回路が、基板と光反射電極との間
に配置されている前記＜１＞から＜１０＞及び＜１５＞から＜１９＞のいずれかに記載の
有機発光表示装置である。
　＜２１＞　有機ＥＬ層が、燐光材料を含有する前記＜１＞から＜１０＞及び＜１５＞か
ら＜２０＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜２２＞　複数の画素からなり、
　１つの画素が、３原色の赤、青、緑に対応して点灯制御される副画素を含む前記＜１＞
から＜１０＞及び＜１５＞から＜２１＞のいずれかに記載の有機発光表示装置である。
　＜２３＞　１つの画素が、３原色の赤、青、緑に対応する副画素と、白色に対応して点
灯制御される副画素とを含む前記＜２２＞に記載の有機発光表示装置である。
　＜２４＞　基板及び光透過層の少なくとも一方が、可撓性を有する前記＜１＞に記載の
有機発光表示装置である。
　＜２５＞　接着剤が、塗布、印刷又はインクジェット法により凹部に配置される前記＜
１４＞に記載の有機発光表示装置の製造方法である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
簡便な方法で製造でき、特定の波長の強度が増大された、良好な発光特性を有する有機発
光表示装置及びこの有機発光表示装置の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明による有機発光表示装置の一例を示す断面概略図である。
【図２】図２は、本発明による有機発光表示装置の一例を示す断面概略図である。
【図３】図３は、本発明による有機発光表示装置の一例を示す断面概略図である。
【図４】図４は、本発明による有機発光表示装置の一例を示す断面概略図である。
【図５】図５は、本発明による有機発光表示装置の実施例１の発光出力特性図である。
【図６】図６は、本発明による有機発光表示装置の実施例２の発光出力特性図である。
【図７】図７は、比較例における有機発光表示装置の発光出力特性図である。
【図８】図８は、本発明の実施例及び比較例に用いたカラーフィルターの光学特性図であ
る。
【図９】図９は、本発明の実施例及び比較例に用いたＯＬＥＤ基板の発光出力特性図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（有機発光表示装置）
　本発明による有機発光表示装置は、基板と、光反射電極と、有機ＥＬ層と、光透過電極
と、凹部を有する光透過層とを有し、必要に応じてその他の部材を有する。
【００１２】
　有機発光表示装置の形状、構造、大きさは、上記の構成であれば、特に制限はなく、目
的に応じて適宜選択すればよい。有機発光表示装置の態様の一例について、図面を参照し
て説明する。
【００１３】
　図１～４は、本発明による有機発光表示装置の一例を示す断面概略図である。有機発光
表示装置１００は、光源であるＯＬＥＤ基板２０と、凸部１４と凹部１５とからなる凹凸
部を表面に有する光学部材１０とを有する。
【００１４】
　光学部材１０は、後述のＯＬＥＤ基板２０の基板２２とは異なる、光透過性を有する光
透過性基板１９と、光透過性基板１９上に積層された光透過層１２とを有し、光透過層１
２の上面に凸部１４と凹部１５とからなる凹凸部を有する。
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【００１５】
　ＯＬＥＤ基板２０は、ガラス等からなる基板２２と、基板２２上に積層された光反射性
を有する光反射電極２４と、光反射電極２４上に積層された光を発生する有機ＥＬ層２６
と、有機ＥＬ層２６上に積層された光透過性を有する光透過電極２８とを有する。
【００１６】
　なお、図１～４において、符号３２は、電極の通電等を制御する画素回路を、符号３４
は、コンタクトホールを、符号３６は、隣り合う電極を電気的に分離して１画素又は１副
画素を確定する絶縁層をそれぞれ示す。また、Ｒ、Ｇ、Ｂ及びＷで示した矢印は、有機発
光表示装置からの光の出射方向を示す。また、光学部材１０とＯＬＥＤ基板２０とが離れ
ているように記載しているが、これは、有機発光表示装置の構成を説明するために便宜的
に記載したものである。
【００１７】
　＜接着部＞
　有機発光表示装置１００において、光学部材１０とＯＬＥＤ基板２０とは、光透過電極
２８と光透過層１２との間で、接着部３０を介して対向して固定される。対向の態様とし
ては、特に制限はなく、目的に応じて適宜すればよく、例えば、光学部材１０の光透過層
１２の凸部１４とＯＬＥＤ基板２０の光透過電極２８とを対向させてもよい。対向して固
定する方法としては、図１及び図３のように、接着部３０を介して、光透過層１２の凸部
１４とＯＬＥＤ基板２０の光透過電極２８とを対向して固定してもよい。また、図２及び
図４のように、光学部材１０の凹部１５に充填された接着部３０の材料を介して、光透過
層１２の凸部１４と、ＯＬＥＤ基板２０の光透過電極２８とを対向して固定してもよい。
このように構成することで、光学部材１０とＯＬＥＤ基板２０とで有機発光表示装置１０
０を形成する。
【００１８】
　図１及び図３の構成において、接着部３０を介して光透過層１２の凸部１４とＯＬＥＤ
基板２０の光透過電極２８とを対向して固定する方法としては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択すればよいが、ＯＬＥＤ基板から発光された光の有機発光表示装置におけ
る光路長などの光学的距離を調節しやすい点で、分子レベルで結合させる手段であること
が好ましく、例えば、シランカップリング剤などを用いた結合が挙げられる。
【００１９】
　図２及び図４の構成において、光学部材１０の凹部１５に充填された接着部３０の材料
を介して、光透過層１２の凸部１４と、ＯＬＥＤ基板２０の光透過電極２８とを対向して
固定する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよい。例えば、光
学部材１０の凹部１５にアクリル系、エポキシ系、ポリビニルアルコールなどの接着剤を
充填し、これを介して光学部材１０とＯＬＥＤ基板２０とを接着する方法であってもよい
。接着剤を充填する方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、
例えば、塗布、印刷又はインクジェット法が挙げられる。なかでも、所望の量を所定の箇
所に簡便な方法で充填し得る点で、インクジェット法であることが好ましい。
【００２０】
　インクジェット法に従って凹部に接着剤を充填する量としては、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択すればよいが、形成された凹部の容積に応じて、接着剤が凹部から漏出
しないように接着剤の充填量を調節してもよい。充填量の調節の例としては、下記の通り
である。即ち、画素サイズが２００μｍ×５０μｍであって、Ｒ、Ｇ、Ｂ各色の凹部深さ
が、Ｒ部＝３３～６０ｎｍ、Ｇ部＝１７～３０ｎｍ、Ｂ部＝６～１０ｎｍであるとき、Ｒ
、Ｇ、Ｂ各色の凹部の容積はＲ部＝０．３３～０．６ｐｌ、Ｇ部＝０．１７～０．３ｐｌ
、Ｂ部＝０．０６～０．１ｐｌである。したがって、この量が各凹部に充填されるように
、調節すればよい。
【００２１】
　インクジェット法に従って凹部に接着剤を充填する態様としては、特に制限はなく、目
的に応じて適宜選択すればよいが、形成された各色画素に対応する凹部が同列に隣接して
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配置されているときは、連続する同色の画素に対応する凹部間で同じ量の接着剤を充填す
ればよい。この際、例えば１００画素分の凹部を連通させると、上記の例で言えば、各凹
部の容積はＲ部＝３３～６０ｐｌ、Ｇ部＝１７～３０ｐｌ、Ｂ部＝６～１０ｐｌである。
この量の接着剤を、インクジェットの塗出量に応じて、適当な回数吐出させればよい。単
位吐出当たり１ｐｌのインクジェットの場合、各凹部にてＲ部＝３３～６０回、Ｇ部＝１
７～３０回、Ｂ部＝６～１０回の吐出を行うことで、各凹部の容積に適合した接着剤を充
填することができる。このように、各画素凹部容積が接着剤液滴の最小単位の倍数になる
ように、各画素凹部を同色列でその倍数分だけ凹部を連通させればよい。
【００２２】
　－光学共振器－
　有機発光表示装置１００には、光学部材１０において光透過層１２に形成された凹部１
５において光透過電極２８と対向する表面と、ＯＬＥＤ基板２０の光透過電極２８との間
で、ＯＬＥＤ基板２０からの発光の反射／干渉により生じる、いわゆる光学共振器構造（
マイクロキャビティー構造）が形成される。光学共振器としては、ＯＬＥＤ基板からの光
を反射/干渉し得るものであれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが
、例えば、ＯＬＥＤ基板２０の基板２２上に積層された光反射電極２４と、光学部材１０
の光透過層１２上の凹部１５に形成された後述の光半透過反射層１６との間で、形成され
てもよい。なかでも、特定の波長の発光強度をより増加させ得る点で、光学共振器の光学
共振長Ｌが、出射光のピーク波長λの半波長の倍数（（λ/２）×ｍ；ｍは、自然数）で
あることが好ましい。これにより、多重干渉による色強度が増大し、より高い光強度を出
射し得る有機発光表示装置が得られる。このように光学共振器が形成されることで、赤色
、緑色及び青色などの特定の色の少なくとも１つの色の光が、光学共振器を経て光透過層
から透過され、有機発光表示装置の光出射方向に出射されることとなる。
【００２３】
　＜光学部材＞
　光学部材は、本発明による有機発光表示装置における光出射側に配置される部材であっ
て、上述のＯＬＥＤ基板２０の基板２２とは異なる光透過性基板と、この光透過性基板上
に形成された凹部１５を有する光透過層１２とを有し、必要に応じてその他の部材を有す
る。
【００２４】
　光学部材の構造、形状、大きさ等については、上述の有機発光表示装置に用い得るもの
であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよい。光学部材について、光学
部材の用途の一態様である有機発光表示装置を記載した図１及び２を参照して、説明する
。光学部材１０において、光透過層上には、図１及び２の符号１４及び１５で示すように
、凸部及び凹部とで構成される凹凸部を有する。
【００２５】
　凹部の形状としては、各画素に対応するように設けられれば、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができ、例えば、光学部材の幅方向及び／又は長さ方向に沿って
一列に形成されたものであってもよく、光学部材の幅方向及び／又は長さ方向に対してジ
グザグに形成されたものであってもよい。凸部１４の高さ又は凹部１５の深さとしては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが、上述のＯＬＥＤ基板からの光の強
度を最適化し、特定の波長の発光強度をより増強させる点で、赤色、緑色及び青色の少な
くとも１つの光を出射するように、異なっていることが好ましい。
【００２６】
　有機発光表示装置において、光学部材の光透過層の凹部の構成としては、有機発光表示
装置の有機ＥＬ層からの発光の光学特性に与えないものであれば、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択すればよいが、光学共振長Ｌを形成する凹部深さの加工精度を緩和する
点で、光透過層の凹部の屈折率が、光透過電極の屈折率よりも小さいことが好ましく、後
述の光学共振器を安定に形成することができる点で、屈折率段差がなくなるように、光透
過層の凹部の屈折率が、光透過電極の屈折率と等しいことが好ましい。有機発光表示装置
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において、光学部材の光透過層の凹部の構成としては、光学共振長Ｌを形成する凹部深さ
の加工精度を緩和し、光学部材を通過する出射光の屈折反射損を低減する点で、光透過層
の凹部が出射側の空気の屈折率１と同等の空隙であることが好ましい。この空気の屈折率
１と同等の範囲としては、特に制限はなく、適宜選択すればよいが、光学部材表裏の屈折
率差を抑える点で、１．０～１．１であることが好ましい。なお、前記屈折率は、エリプ
ソメトリ法により、例えば、アッベ屈折率計（アタゴ（株）製）などを用いて測定される
。
【００２７】
　凹部の形成方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例えば
、モールド（型、版）を用いた出射成型法、型転写法、インプリント法が挙げられる。な
かでも、精度が高く加工性が良好である点で、モールドを用いたインプリント法が好まし
い。凹部を形成する態様としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが
、例えば、上記のモールドを用いたインプリント法により行う場合には、後述の光透過性
基板又はカラーフィルタ層上に形成された光透過層又は光半透過反射層上に、後述の凹凸
部形成用モールドを押圧して、所望の凹凸形状を形成するものであってもよく、また、こ
のようにして形成された凹凸形状を有する光透過層を適当な条件（例えば、ＵＶ照射、加
熱）で硬化させてもよい。特に、光学部材の光透過性基板は光透過性を有することから、
この光透過性基板を介してＵＶ照射を行うことで、硬化してもよい。光学部材がカラーフ
ィルタ層を有する場合には、カラーフィルタ層１８を構成する赤色フィルタ部、緑色フィ
ルタ部、青色フィルタ部及び白色フィルタ部に対応するように位置決めを行って、所定の
凹部が形成されるようにしてもよい。
【００２８】
　－凹凸部用モールド－
　光学部材における凹部の形成に用いる凹凸部形成用モールドの形成方法としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、電子ビーム（ＥＢ）リソグ
ラフィ及びエッチング、レーザー描画、などが挙げられる。なかでも、光透過性基板のＵ
Ｖ透過特性に依らずモールド側からのＵＶ照射を得る点で、石英基板へのリソグラフィ法
及びドライエッチング法であることが好ましい。これらの方法は、１種単独又は２種以上
を組み合わせてもよい。
【００２９】
　凹凸部形成用モールドを形成する方法の一例としては、例えば、石英基板に感光性レジ
ストを用いたフォトリソ工程によって、所定位置の石英基板面を開口させ、ドライエッチ
ングによって、所定深さまでエッチングする方法であってもよい。２つ以上の深さを有す
るように光学部材に凹部を形成する場合、上記のようにフォトリソ工程によって石英基板
面を開口させた後、ドライエッチングの条件を調節することにより、エッチング深さを調
節してもよい。例えば、図１及び２に記載の光学部材のように多段の凹凸部を形成する場
合、凹凸部形成用モールドにおいて、緑色位置の凹部に相当する部位については、石英基
板表面から１６～３０ｎｍエッチングし、青色位置の凹部に相当する部位については、石
英基板表面から２７～５０ｎｍエッチングし、画素間を仕切る凸部に相当する部位につい
ては、石英基板表面から３３～６０ｎｍエッチングし、赤色位置の凹部に相当する部位に
ついては、石英基板表面をエッチングせずに残存させてもよい。また、白色位置の凹部に
相当する部分については、赤色位置の凹部よりも深い凹部とするか、凹部を設けないもの
であってもよい。赤色位置の凹部よりも深い場合には、石英基板表面がそのまま残ること
となる。また、凹部がない場合には、画素間を仕切る凸部に相当する部位に同様に加工処
理してもよい。このようにして、凹凸部形成用モールドが得られる。なお、この凹凸部形
成用モールドを用いて光学部材をインプリントした後に凹部及び凸部を形成する部分は、
凹凸部形成用モールドでは、それぞれ、石英基板面に形成された凸部及び凹部にそれぞれ
対応する。
【００３０】
　＜＜光透過層＞＞
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　光学部材において、光透過層としては、後述のＯＬＥＤ基板から出射された光を透過す
るものであれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよい。光透過層は、ひと
つの部材で形成されていることが好ましい。このように構成することで、凸部と凹部とが
一体で形成されることとなり、凹凸部各々の配置及び段差寸法を制御し易くなるという製
造の容易性の点で、好ましい。光透過層の厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択すればよく、１μｍ～数μｍであってもよい。特に、後述の凹凸部を形成するた
めのモールドの凹凸の最大段差よりも厚いものであればよい。
【００３１】
　光透過層の材料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例えば
、各種光硬化性樹脂、各種熱可塑性樹脂、各種熱硬化性樹脂、などが挙げられる。光硬化
性樹脂としては、不飽和ポリエステル樹脂、ポリエステルアクリレート樹脂、ウレタンア
クリレート樹脂、シリコーンアクリレート樹脂、エポキシアクリレート樹脂が挙げられ、
熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン、ポリエステル、ポリスチレン、ポリカーボネート
が挙げられ、熱硬化性樹脂としては、シリコーン系樹脂、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂
が挙げられる。光透過層の材料としては、その他、重合開始剤を有する材料を用いてもよ
い。
【００３２】
　光学部材において、光透過層の製造方法としては、上記の要件を満たすものであれば、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよい。例えば、後述の光透過性基板上又は
後述のカラーフィルタ層上に後述の光透過層を、スピンコート、エクストルージョン塗布
、バー塗布、グラビア塗布、ロール塗布により積層し、この光透過層上に、凹凸部を形成
する方法であってもよい。
【００３３】
　＜＜光透過性基板＞＞
　光学部材において、光透過性基板としては、後述のＯＬＥＤ基板から出射された光を透
過するものであれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよい。光透過性基板
としては、この目的を満たす限り、特に制限はなく、その形状、構造、大きさ等を適宜選
択すればよい。一般的には、基板の形状としては、板状であることが好ましい。基板の構
造としては、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよく、また、単一部材で形
成されていてもよいし、２以上の部材で形成されていてもよい。基板は、無色透明であっ
ても、有色透明であってもよいが、ＯＬＥＤ基板から発せられる光を散乱又は減衰等させ
ることがない点で、無色透明であることが好ましい。また、利便性の点で、可撓性を有す
るものであることが好ましい。
【００３４】
　光透過性基板の配置位置としては、光透過層を支持し、同層上面に凹凸を構成する限り
は、特に制限はない。なかでも、ＯＬＥＤ基板と光透過層の凹部とからなる光学共振器の
光路の外部であって、発光層からの光の特性に影響を及ぼさない点で、光学部材の光透過
層からみて、有機発光表示装置からの光の出射方向に配置されることが好ましい。
【００３５】
　光透過性基板の材料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、その具体例としては、ガラス等の無機材料、ポリエチレンテレフタレート、ポリブ
チレンフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカ
ーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリイミド、ポリシクロオレフィ
ン、ノルボルネン樹脂、及びポリ（クロロトリフルオロエチレン）等の有機材料が挙げら
れる。
【００３６】
　例えば、光透過性基板としてガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの
溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダ
ライムガラスを用いる場合には、シリカなどのバリアコートを施したものを使用すること
が好ましい。有機材料の場合には、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性及び加工
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性に優れていることが好ましい。
【００３７】
　熱可塑性基板を用いる場合には、さらに必要に応じて、バリアフィルム基板などの、ハ
ードコート層、アンダーコート層などを設けてもよい。
【００３８】
　＜＜その他の部材＞＞
　＜＜＜光半透過反射層＞＞＞
　光学部材において、後述のＯＬＥＤ基板からみて上述の有機発光表示装置の光出射方向
に向かう光のうち、一部を透過し、他の一部を反射する光半透過反射層を、光学部材の光
透過層の表面に設けてもよい。即ち、図１及び２の符号１６で示すように、光半透過反射
層は、凸部１４及び凹部１５からなる凹凸部を有する光透過層１２の表面に設けられても
よい。光半透過反射層の構造、形状、大きさ等は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選
択すればよく、光半透過反射層の材料としては、上記の態様を満たすものであれば、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例えば、薄膜のＡｇ、Ａｌが挙げられる
。光半透過反射層の厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが
、透過率と反射率のバランスの点で、１０ｎｍ～３０ｎｍであることが好ましい。光半透
過反射層を設ける方法としては、本技術分野公知の方法であれば、特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択すればよく、例えば、蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法、転写法、印
刷法、塗布法、インクジェット法、及びスプレー法等が挙げられる。なかでも、均一な膜
厚制御をする点で、乾式製膜法であることが好ましく、光透過層へのダメージレスの点で
、蒸着法であることがより好ましい。
【００３９】
　＜＜カラーフィルタ層＞＞
　光学部材において、後述のＯＬＥＤ基板からみて上述の有機発光表示装置の光出射方向
に向かう光のうち、特定波長を有する光を透過させるカラーフィルタ層を設けてもよい。
カラーフィルタ層の形状、構造、大きさ等としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択すればよいが、例えば、図１～４の符号１８で示すように層状のものが挙げられる。
カラーフィルタ層の厚みとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが
、色濃度調節の点で、１０ｎｍ～１０μｍであることが好ましい。カラーフィルタ層を設
ける位置としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよいが、カラーフィル
タ層の保護構造及び製造性の点で、光学部材の光透過性基板と光透過層との間に設けるこ
とが好ましい。カラーフィルタ層を形成する方法としては、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択すればよく、上記の光学部材の光透過性基板上に、感光性組成物を露光、現像
することにより微細パターンを形成するフォトリソグラフィー法、インクジェット法が挙
げられる。
【００４０】
　有機発光表示装置の構成としては、フルカラーで表示し得る点で、複数の画素からなる
のが好ましい。この複数の画素のうちの１つの画素の構成としては、特に制限はなく、目
的に応じて適宜選択すればよく、３原色である赤色、青色及び緑色に対応する副画素を含
んでもよく、また３原色である赤色、青色及び緑色に対応する副画素と、白色に対応する
副画素とを含んでもよい。カラーフィルタ層の構成としては、特に制限はなく、目的に応
じて適宜選択すればよく、上記の画素の構成に対応するように、構成してもよく、例えば
、図１～４に示すように、赤色フィルタ部１８ｒ、緑色フィルタ部１８ｇ、青色フィルタ
部１８ｂ及び白色フィルタ部１８ｗを有する構成であってもよい。
【００４１】
　＜ＯＬＥＤ基板＞
　ＯＬＥＤ基板は、基板上に光反射電極、有機ＥＬ層及び光透過電極を順次積層してなり
、必要に応じて、その他の部材を有する。なお、本発明において、「ＯＬＥＤ基板」とは
、光反射電極と有機ＥＬ層とを少なくとも有する、有機発光表示装置において発光を行う
層を有する基板を総称する用語であって、上述の光学部材とは異なる部材をいう。
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【００４２】
　＜＜有機ＥＬ層＞＞
　有機ＥＬ層としては、電界を印加して発光するものであれば、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択すればよい。特に、ホワイトバランスを調整する必要がなく、製造が容易
な点で、白色光を発光する有機ＥＬ層であることが好ましい。
【００４３】
　有機ＥＬ層は、有機発光材料からなるものであっても、無機発光材料からなるものであ
ってもよいが、なかでも、発光効率、装置の大型化が可能、低電圧駆動、低温製造プロセ
スの点で、有機発光材料が好ましい。以下、有機発光材料を用いた発光層を有する有機化
合物層について、説明する。
【００４４】
　－有機化合物層－
　有機発光材料を用いた有機発光層を有する有機化合物層としては、有機化合物層の積層
の形態として、陽極側から、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層の順に積層されている
態様が好ましい。さらに、正孔輸送層と陽極との間に正孔注入層を、及び／又は有機発光
層と電子輸送層との間に電子輸送性中間層を、有してもよい。また、有機発光層と正孔輸
送層との間に正孔輸送性中間層を、同様に陰極と電子輸送層との間に電子注入層を設けて
もよい。各層は複数の二次層に分かれていてもよい。なお、陽極と陰極、及び有機発光層
以外の各層は前記その他の層／部材に、それぞれ対応する。
【００４５】
　有機化合物層を構成する各層は、蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法、転写法、印刷法
、塗布法、インクジェット法、及びスプレー法等いずれによっても好適に形成することが
できる。なかでも、素子寿命及びスループット性の点で、蒸着法であることが好ましい。
【００４６】
　蒸着法による有機発光層の製造としては、上記の通りの構成を達成し得るものであれば
、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよい。蒸着の条件としては、特に制限は
なく、目的に応じて適宜選択すればよいが、蒸着速度が８ｎｍ／秒以上であることが好ま
しく、１０ｎｍ／秒以上であることがより好ましく、１５ｎｍ／秒以上であることが特に
好ましい。８ｎｍ／秒未満であると、有機発光層におけるキャリアのトラップ量が少なく
なり、外部量子効率及び半減寿命が低下してしまう。
【００４７】
　有機発光表示装置は、有機発光層を含む少なくとも一層の有機化合物層を有しており、
有機発光層以外の他の有機化合物層としては、正孔輸送層、電子輸送層、正孔ブロック層
、電子ブロック層、正孔注入層、電子注入層、等の各層が挙げられる。
【００４８】
　有機発光表示装置において、有機化合物層を構成する各層は、蒸着法やスパッタ法等の
乾式製膜法、湿式塗布方式、転写法、印刷法、インクジェット方式等いずれによっても好
適に形成することができる。
【００４９】
　有機発光層は、電界印加時に、陽極、正孔注入層又は正孔輸送層から正孔を受け取り、
陰極、電子注入層又は電子輸送層から電子を受け取り、正孔と電子との再結合の場を提供
して発光させる機能を有する層である。
【００５０】
　有機発光層は、発光材料のみで構成されていてもよく、ホスト材料とドーパント材料の
混合層とした構成でもよい。ドーパント材料としては、発光性ドーパントであってもよく
、発光性ドーパントは蛍光発光材料でも燐光発光材料であってもよく、２種以上であって
もよい。ホスト材料は電荷輸送材料であることが好ましい。ホスト材料は１種単独であっ
ても２種以上であってもよく、例えば、電子輸送性のホスト材料とホール輸送性のホスト
材料とを混合した構成が挙げられる。さらに、有機発光層中に電荷輸送性を有さず、発光
しない材料を含んでいてもよい。
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【００５１】
　また、有機発光層は、１層単独であっても２層以上であってもよく、それぞれの層が異
なる発光色で発光してもよい。なかでも、有機ＥＬ層の発光層を構成する各層は、良好な
発光効率を達成し得る点で、ＯＬＥＤ基板の光反射電極からの光学長Ｌ’が、下記の式を
満たす距離に配置されていることが好ましい。
　Ｌ’＝（λ／４）×（２ｎ－１）
　（λは、出射光のピーク波長；ｎは、自然数）
【００５２】
　光学長Ｌ’が上記の関係を満たすように構成するには、特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択すればよいが、ＯＬＥＤ基板を構成する有機ＥＬ層の厚みを適宜調整すればよく
、例えば、正孔注入層の膜厚や各発光層の膜厚を調整してもよい。
【００５３】
　前記発光性ドーパントとしては、燐光性発光材料、蛍光性発光材料等いずれもドーパン
ト（燐光発光性ドーパント、蛍光発光性ドーパント）として用いることができる。
【００５４】
　有機発光層は、色純度を向上させるためや発光波長領域を広げるために２種類以上の発
光性ドーパントを含有することもできる。前記発光性ドーパントは、さらに前記ホスト化
合物との間で、イオン化ポテンシャルの差（ΔＩｐ）と電子親和力の差（ΔＥａ）が、１
．２ｅＶ＞△Ｉｐ＞０．２ｅＶ、及び／又は１．２ｅＶ＞△Ｅａ＞０．２ｅＶの関係を満
たすドーパントであることが駆動耐久性の観点で好ましい。
【００５５】
　前記燐光発光性ドーパントとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、遷移金属原子又はランタノイド原子を含む錯体を挙げることができる。
【００５６】
　前記遷移金属原子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、タングステン、レニウム、オスミウム、イリジ
ウム、金、銀、銅、及び白金が好ましく、レニウム、イリジウム、及び白金がより好まし
く、イリジウム、白金が特に好ましい。
【００５７】
　ランタノイド原子としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、ユーロピウム、ガ
ドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテ
ルビウム、及びルテシウムが挙げられる。なかでも、ネオジム、ユーロピウム、及びガド
リニウムが好ましい。
【００５８】
　錯体の配位子としては、例えば、Ｇ．Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎ等著，Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓ
ｓ社１９８７年発行、Ｈ．Ｙｅｒｓｉｎ著，「Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　
Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」　
Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ社１９８７年発行、山本明夫著「有機金属化学－基礎と
応用－」裳華房社１９８２年発行等に記載の配位子などが挙げられる。
【００５９】
　配位子としては、ハロゲン配位子（塩素配位子が好ましい）、芳香族炭素環配位子（例
えば、シクロペンタジエニルアニオン、ベンゼンアニオン、ナフチルアニオンなどが挙げ
られ、炭素数５～３０が好ましく、炭素数６～３０がより好ましく、炭素数６～２０がさ
らにより好ましく、炭素数６～１２が特に好ましい）、含窒素ヘテロ環配位子（例えば、
フェニルピリジン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビピリジル、フェナントロリンなど
が挙げられ、炭素数５～３０が好ましく、炭素数６～３０がより好ましく、炭素数６～２
０がさらにより好ましく、炭素数６～１２が特に好ましい）、ジケトン配位子（例えば、
アセチルアセトンなどが挙げられる）、カルボン酸配位子（例えば、酢酸配位子などが挙
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げられ、炭素数２～３０が好ましく、炭素数２～２０がより好ましく、炭素数２～１６が
特に好ましい）、アルコラト配位子（例えば、フェノラト配位子などが挙げられ、炭素数
１～３０が好ましく、炭素数１～２０がより好ましく、炭素数６～２０がさらに好ましい
）、シリルオキシ配位子（例えば、トリメチルシリルオキシ配位子、ジメチル－ｔｅｒｔ
－ブチルシリルオキシ配位子、トリフェニルシリルオキシ配位子などが挙げられ、炭素数
３～４０が好ましく、炭素数３～３０がより好ましく、炭素数３～２０が特に好ましい）
、一酸化炭素配位子、イソニトリル配位子、シアノ配位子、リン配位子（例えば、トリフ
ェニルフォスフィン配位子などが挙げられ、炭素数３～４０が好ましく、炭素数３～３０
がより好ましく、炭素数３～２０がさらにより好ましく、炭素数６～２０が特に好ましい
）、チオラト配位子（例えば、フェニルチオラト配位子などが挙げられ、炭素数１～３０
が好ましく、炭素数１～２０がより好ましく、炭素数６～２０が特に好ましい）、フォス
フィンオキシド配位子（例えば、トリフェニルフォスフィンオキシド配位子などが挙げら
れ、炭素数３～３０が好ましく、炭素数８～３０がより好ましく、炭素数１８～３０が特
に好ましくい）が好ましく、含窒素ヘテロ環配位子がより好ましい。
【００６０】
　上記錯体は、化合物中に遷移金属原子を一つ有してもよいし、また、２つ以上有するい
わゆる複核錯体であってもよい。異種の金属原子を同時に含有していてもよい。
【００６１】
　これらのなかでも、発光性ドーパントとしては、例えば、ＵＳ６，３０３，２３８Ｂ１
、ＵＳ６，０９７，１４７、ＷＯ００／５７６７６、ＷＯ００／７０６５５、ＷＯ０１／
０８２３０、ＷＯ０１／３９２３４Ａ２、ＷＯ０１／４１５１２Ａ１、ＷＯ０２／０２７
１４Ａ２、ＷＯ０２／１５６４５Ａ１、ＷＯ０２／４４１８９Ａ１、ＷＯ０５／１９３７
３Ａ２、特開２００１－２４７８５９、特開２００２－３０２６７１、特開２００２－１
１７９７８、特開２００３－１３３０７４、特開２００２－２３５０７６、特開２００３
－１２３９８２、特開２００２－１７０６８４、ＥＰ１２１１２５７、特開２００２－２
２６４９５、特開２００２－２３４８９４、特開２００１－２４７８５９、特開２００１
－２９８４７０、特開２００２－１７３６７４、特開２００２－２０３６７８、特開２０
０２－２０３６７９、特開２００４－３５７７９１、特開２００６－２５６９９９、特開
２００７－１９４６２、特開２００７－８４６３５、特開２００７－９６２５９等の特許
文献に記載の燐光発光化合物などが挙げられる。なかでも、Ｉｒ錯体、Ｐｔ錯体、Ｃｕ錯
体、Ｒｅ錯体、Ｗ錯体、Ｒｈ錯体、Ｒｕ錯体、Ｐｄ錯体、Ｏｓ錯体、Ｅｕ錯体、Ｔｂ錯体
、Ｇｄ錯体、Ｄｙ錯体、Ｃｅ錯体が好ましく、Ｉｒ錯体、Ｐｔ錯体、Ｒｅ錯体がより好ま
しい。なかでも、金属－炭素結合、金属－窒素結合、金属－酸素結合、金属－硫黄結合の
少なくとも一つの配位様式を含むＩｒ錯体、Ｐｔ錯体、Ｒｅ錯体が、さらにより好ましい
。さらに、発光効率、駆動耐久性、色度等の観点で、３座以上の多座配位子を含むＩｒ錯
体、Ｐｔ錯体、Ｒｅ錯体が特に好ましい。
【００６２】
　前記蛍光発光性ドーパントとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、スチリルベンゼ
ン、ポリフェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、ナフタルイミド
、クマリン、ピラン、ペリノン、オキサジアゾール、アルダジン、ピラリジン、シクロペ
ンタジエン、ビススチリルアントラセン、キナクリドン、ピロロピリジン、チアジアゾロ
ピリジン、シクロペンタジエン、スチリルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、縮合多
環芳香族化合物（アントラセン、フェナントロリン、ピレン、ペリレン、ルブレン、又は
ペンタセンなど）、８－キノリノールの金属錯体、ピロメテン錯体や希土類錯体に代表さ
れる各種金属錯体、ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリ
マー化合物、有機シラン、及びこれらの誘導体などが挙げられる。
【００６３】
　発光性ドーパントとしては、例えば下記のものが挙げられるが、これらに制限されるも
のではない。
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【化１】

【００６５】
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【００６７】
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【化６】

【００７０】
　有機発光層中の発光性ドーパントは、有機発光層中に一般的に有機発光層を形成する全
化合物質量に対して、０．１質量％～５０質量％含有されるが、耐久性、外部量子効率の
観点から１質量％～５０質量％含有されることが好ましく、２質量％～４０質量％含有さ
れることがより好ましい。
【００７１】
　有機発光層の厚さは、特に制限されるものではないが、通常、２ｎｍ～５００ｎｍであ
るのが好ましく、なかでも、外部量子効率の観点で、３ｎｍ～２００ｎｍであるのがより
好ましく、５ｎｍ～１００ｎｍであるのが特に好ましい。
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【００７２】
　前記ホスト材料としては、正孔輸送性に優れる正孔輸送性ホスト材料（正孔輸送性ホス
トと記載する場合がある）及び電子輸送性に優れる電子輸送性ホスト化合物（電子輸送性
ホストと記載する場合がある）を用いることができる。
【００７３】
　有機発光層内の正孔輸送性ホストとしては、例えば、以下の材料が挙げられる。即ち、
ピロール、インドール、カルバゾール、アザインドール、アザカルバゾール、トリアゾー
ル、オキサゾール、オキサジアゾール、ピラゾール、イミダゾール、チオフェン、ポリア
リールアルカン、ピラゾリン、ピラゾロン、フェニレンジアミン、アリールアミン、アミ
ノ置換カルコン、スチリルアントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベン、シラ
ザン、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合
物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）、ア
ニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴマー
、有機シラン、カーボン膜、及び、それらの誘導体等が挙げられる。
【００７４】
　なかでも、インドール誘導体、カルバゾール誘導体、芳香族第三級アミン化合物、チオ
フェン誘導体であることが好ましく、分子内にカルバゾール基を有するものがより好まし
く、ｔ－ブチル置換カルバゾール基を有する化合物が特に好ましい。
【００７５】
　有機発光層内の電子輸送性ホストとしては、耐久性向上、駆動電圧低下の観点から、電
子親和力Ｅａが２．５ｅＶ以上３．５ｅＶ以下であることが好ましく、２．６ｅＶ以上３
．４ｅＶ以下であることがより好ましく、２．８ｅＶ以上３．３ｅＶ以下であることが特
に好ましい。また、耐久性向上、駆動電圧低下の観点から、イオン化ポテンシャルＩｐが
５．７ｅＶ以上７．５ｅＶ以下であることが好ましく、５．８ｅＶ以上７．０ｅＶ以下で
あることがより好ましく、５．９ｅＶ以上６．５ｅＶ以下であることが特に好ましい。
【００７６】
　このような電子輸送性ホストとしては、具体的には、例えば、以下の材料が挙げられる
。即ち、ピリジン、ピリミジン、トリアジン、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾ－ル
、オキサゾ－ル、オキサジアゾ－ル、フルオレノン、アントラキノジメタン、アントロン
、ジフェニルキノン、チオピランジオキシド、カルボジイミド、フルオレニリデンメタン
、ジスチリルピラジン、フッ素置換芳香族化合物、ナフタレンペリレン等の複素環テトラ
カルボン酸無水物、フタロシアニン、及びそれらの誘導体（他の環と縮合環を形成しても
よい）、８－キノリノ－ル誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾ－
ルやベンゾチアゾ－ルを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体等が挙げられる
。
【００７７】
　電子輸送性ホストとしては、金属錯体、アゾール誘導体（ベンズイミダゾール誘導体、
イミダゾピリジン誘導体等）、アジン誘導体（ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、トリ
アジン誘導体等）が好ましく、なかでも、耐久性の点から、金属錯体化合物がより好まし
い。金属錯体化合物（Ａ）は、金属に配位する窒素原子、酸素原子及び硫黄原子の少なく
ともいずれかを有する配位子を有する金属錯体が好ましい。
【００７８】
　金属錯体中の金属イオンは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、ベリリウムイオン、マグネシウムイオン、アルミニウムイオン、ガリウムイオン、亜
鉛イオン、インジウムイオン、錫イオン、白金イオン、又はパラジウムイオンであること
が好ましく、ベリリウムイオン、アルミニウムイオン、ガリウムイオン、亜鉛イオン、白
金イオン、又はパラジウムイオンがより好ましく、アルミニウムイオン、亜鉛イオン、又
はパラジウムイオンが特に好ましい。
【００７９】
　前記金属錯体中に含まれる配位子としては、種々の公知の配位子であればよく、例えば



(21) JP 2011-71041 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

、「Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏ
ｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ社、Ｈ．
Ｙｅｒｓｉｎ著、１９８７年発行、「有機金属化学－基礎と応用－」、裳華房社、山本明
夫著、１９８２年発行等に記載の配位子が挙げられる。
【００８０】
　前記配位子としては、含窒素ヘテロ環配位子（炭素数１～３０が好ましく、炭素数２～
２０がより好ましく、炭素数３～１５が特に好ましい）が好ましい。また、前記配位子と
しては、単座配位子であっても２座以上の配位子であってもよいが、２座以上６座以下の
配位子であることが好ましい。また、２座以上６座以下の配位子と単座の混合配位子も好
ましい。
【００８１】
　前記配位子としては、例えば、アジン配位子（例えば、ピリジン配位子、ビピリジル配
位子、ターピリジン配位子などが挙げられる。）、ヒドロキシフェニルアゾール配位子（
例えば、ヒドロキシフェニルベンズイミダゾール配位子、ヒドロキシフェニルベンズオキ
サゾール配位子、ヒドロキシフェニルイミダゾール配位子、ヒドロキシフェニルイミダゾ
ピリジン配位子などが挙げられる。）、アルコキシ配位子（例えば、メトキシ、エトキシ
、ブトキシ、２－エチルヘキシロキシなどが挙げられ、炭素数１～３０が好ましく、炭素
数１～２０がより好ましく、炭素数１～１０が特に好ましい。）、アリールオキシ配位子
（例えば、フェニルオキシ、１－ナフチルオキシ、２－ナフチルオキシ、２，４，６－ト
リメチルフェニルオキシ、４－ビフェニルオキシなどが挙げられ、炭素数６～３０が好ま
しく、炭素数６～２０がより好ましく、炭素数６～１２が特に好ましい）などが挙げられ
る。
【００８２】
　ヘテロアリールオキシ配位子（例えば、ピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジル
オキシ、キノリルオキシなどが挙げられ、炭素数１～３０が好ましく、炭素数１～２０が
より好ましく、炭素数１～１２が特に好ましい。）、アルキルチオ配位子（例えば、メチ
ルチオ、エチルチオなどが挙げられ、炭素数１～３０が好ましく、炭素数１～２０がより
好ましく、炭素数１～１２が特に好ましい。）、アリールチオ配位子（例えば、フェニル
チオなどが挙げられ、炭素数６～３０が好ましく、炭素数６～２０がより好ましく、炭素
数６～１２が特に好ましい。）、ヘテロアリールチオ配位子（例えば、ピリジルチオ、２
－ベンズイミゾリルチオ、２－ベンズオキサゾリルチオ、２－ベンズチアゾリルチオなど
が挙げられ、炭素数１～３０が好ましく、炭素数１～２０がより好ましく、炭素数１～１
２が特に好ましい。）、シロキシ配位子（例えば、トリフェニルシロキシ基、トリエトキ
シシロキシ基、トリイソプロピルシロキシ基などが挙げられ、炭素数１～３０が好ましく
、炭素数３～２５がより好ましく、炭素数６～２０が特に好ましい。）、芳香族炭化水素
アニオン配位子（例えば、フェニルアニオン、ナフチルアニオン、及びアントラニルアニ
オンなどが挙げられ、炭素数６～３０が好ましく、炭素数６～２５がより好ましく、炭素
数６～２０が特に好ましい。）、芳香族ヘテロ環アニオン配位子（例えば、ピロールアニ
オン、ピラゾールアニオン、ピラゾールアニオン、トリアゾールアニオン、オキサゾール
アニオン、ベンゾオキサゾールアニオン、チアゾールアニオン、ベンゾチアゾールアニオ
ン、チオフェンアニオン、及びベンゾチオフェンアニオンなどが挙げられ、炭素数１～３
０が好ましく、炭素数２～２５がより好ましく、炭素数２～２０が特に好ましい。）、イ
ンドレニンアニオン配位子などが挙げられ、含窒素ヘテロ環配位子、アリールオキシ配位
子、ヘテロアリールオキシ基、シロキシ配位子などが好ましく、含窒素ヘテロ環配位子、
アリールオキシ配位子、シロキシ配位子、芳香族炭化水素アニオン配位子、芳香族ヘテロ
環アニオン配位子などがさらに好ましい。
【００８３】
　金属錯体電子輸送性ホストの例としては、例えば、特開２００２－２３５０７６、特開
２００４－２１４１７９、特開２００４－２２１０６２、特開２００４－２２１０６５、
特開２００４－２２１０６８、特開２００４－３２７３１３等に記載の化合物が挙げられ
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る。
【００８４】
　有機発光層において、前記ホスト材料の三重項最低励起準位（Ｔ１）が、前記燐光発光
材料のＴ１より高いことが色純度、発光効率、駆動耐久性の点で好ましい。
【００８５】
　また、ホスト化合物の含有量は、特に制限されるものではないが、発光効率、駆動電圧
の観点から、発光層を形成する全化合物質量に対して１５質量％以上９５質量％以下であ
ることが好ましい。
【００８６】
　－－正孔注入層、正孔輸送層－－
　正孔注入層、正孔輸送層は、陽極又は陽極側から正孔（ホール）を受け取り陰極側に輸
送する機能を有する層である。これらの層に用いる正孔注入材料、正孔輸送材料は、低分
子化合物であっても高分子化合物であってもよい。
【００８７】
　具体的には、ピロール誘導体、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾー
ル誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体
、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘
導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、
ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、ス
チリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、フタロシアニン系化合物、ポルフ
ィリン系化合物、チオフェン誘導体、有機シラン誘導体、カーボン、等を含有する層であ
ることが好ましい。
【００８８】
　有機電界発光素子の正孔注入層又は正孔輸送層には、電子受容性ドーパントを含有させ
ることができる。正孔注入層、又は正孔輸送層に導入する電子受容性ドーパントとしては
、電子受容性で有機化合物を酸化する性質を有すれば、無機化合物でも有機化合物でも使
用できる。
【００８９】
　具体的には、無機化合物としては、塩化第二鉄や塩化アルミニウム、塩化ガリウム、塩
化インジウム、五塩化アンチモンなどのハロゲン化金属、五酸化バナジウム、及び三酸化
モリブデンなどの金属酸化物などが挙げられる。
【００９０】
　有機化合物の場合は、置換基としてニトロ基、ハロゲン、シアノ基、トリフルオロメチ
ル基などを有する化合物、キノン系化合物、酸無水物系化合物、フラーレンなどを好適に
用いることができる。
【００９１】
　この他にも、特開平６－２１２１５３、特開平１１－１１１４６３、特開平１１－２５
１０６７、特開２０００－１９６１４０、特開２０００－２８６０５４、特開２０００－
３１５５８０、特開２００１－１０２１７５、特開２００１－１６０４９３、特開２００
２－２５２０８５、特開２００２－５６９８５、特開２００３－１５７９８１、特開２０
０３－２１７８６２、特開２００３－２２９２７８、特開２００４－３４２６１４、特開
２００５－７２０１２、特開２００５－１６６６３７、特開２００５－２０９６４３等に
記載の化合物を好適に用いることができる。
【００９２】
　このうち、ヘキサシアノブタジエン、ヘキサシアノベンゼン、テトラシアノエチレン、
テトラシアノキノジメタン、テトラフルオロテトラシアノキノジメタン、ｐ－フルオラニ
ル、ｐ－クロラニル、ｐ－ブロマニル、ｐ－ベンゾキノン、２，６－ジクロロベンゾキノ
ン、２，５－ジクロロベンゾキノン、１，２，４，５－テトラシアノベンゼン、１，４－
ジシアノテトラフルオロベンゼン、２，３－ジクロロ－５，６－ジシアノベンゾキノン、
ｐ－ジニトロベンゼン、ｍ－ジニトロベンゼン、ｏ－ジニトロベンゼン、１，４－ナフト
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キノン、２，３－ジクロロナフトキノン、１，３－ジニトロナフタレン、１，５－ジニト
ロナフタレン、９，１０－アントラキノン、１，３，６，８－テトラニトロカルバゾール
、２，４，７－トリニトロ－９－フルオレノン、２，３，５，６－テトラシアノピリジン
、又はフラーレンＣ６０が好ましく、ヘキサシアノブタジエン、ヘキサシアノベンゼン、
テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、テトラフルオロテトラシアノキノジ
メタン、ｐ－フルオラニル、ｐ－クロラニル、ｐ－ブロマニル、２，６－ジクロロベンゾ
キノン、２，５－ジクロロベンゾキノン、２，３－ジクロロナフトキノン、１，２，４，
５－テトラシアノベンゼン、２，３－ジクロロ－５，６－ジシアノベンゾキノン、又は２
，３，５，６－テトラシアノピリジンがより好ましく、テトラフルオロテトラシアノキノ
ジメタンが特に好ましい。
【００９３】
　これらの電子受容性ドーパントは、単独で用いてもよいし、２種以上を用いてもよい。
電子受容性ドーパントの使用量は、材料の種類によって異なるが、正孔輸送層材料に対し
て０．０１質量％～５０質量％であることが好ましく、０．０５質量％～２０質量％であ
ることがさらに好ましく、０．１質量％～１０質量％であることが特に好ましい。
【００９４】
　正孔注入層、正孔輸送層の厚さは、駆動電圧を下げるという観点から、各々５００ｎｍ
以下であることが好ましい。正孔輸送層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが
好ましく、５ｎｍ～２００ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるの
が特に好ましい。また、正孔注入層の厚さとしては、０．１ｎｍ～２００ｎｍであるのが
好ましく、０．５ｎｍ～１００ｎｍであるのがより好ましく、１ｎｍ～１００ｎｍである
のが特に好ましい。
【００９５】
　正孔注入層、正孔輸送層は、上述した材料の１種単独又は２種以上からなる単層構造で
あってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
【００９６】
　－－電子注入層、電子輸送層－－
　電子注入層、電子輸送層は、陰極又は陰極側から電子を受け取り陽極側に輸送する機能
を有する層である。これらの層に用いる電子注入材料、電子輸送材料は、低分子化合物で
あっても高分子化合物であってもよい。
【００９７】
　具体的には、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、
フタラジン誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアジン誘導体、トリアゾール誘導体、
オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、フルオレノン誘導
体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピ
ランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチ
リルピラジン誘導体、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テトラカルボン酸無水物、フタロ
シアニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオ
キサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体、シロ
ールに代表される有機シラン誘導体、等を含有する層であることが好ましい。
【００９８】
　本発明による有機電界発光素子の電子注入層又は電子輸送層には、電子供与性ドーパン
トを含有させることができる。電子注入層、又は電子輸送層に導入される電子供与性ドー
パントとしては、電子供与性で有機化合物を還元する性質を有していればよく、Ｌｉなど
のアルカリ金属、Ｍｇなどのアルカリ土類金属、希土類金属を含む遷移金属や還元性有機
化合物などが好適に用いられる。金属としては、特に仕事関数が４．２ｅＶ以下の金属が
好適に使用でき、具体的には、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｙ、Ｃ
ｓ、Ｌａ、Ｓｍ、Ｇｄ、及びＹｂなどが挙げられる。また、還元性有機化合物としては、
例えば、含窒素化合物、含硫黄化合物、含リン化合物などが挙げられる。
【００９９】
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　この他にも、特開平６－２１２１５３、特開２０００－１９６１４０、特開２００３－
６８４６８、特開２００３－２２９２７８、特開２００４－３４２６１４等に記載の材料
を用いることができる。
【０１００】
　これらの電子供与性ドーパントは、１種単独で用いてもよいし、２種以上を用いてもよ
い。電子供与性ドーパントの使用量は、材料の種類によって異なるが、電子輸送層材料に
対して０．１質量％～９９質量％であることが好ましく、１．０質量％～８０質量％であ
ることがさらに好ましく、２．０質量％～７０質量％であることが特に好ましい。
【０１０１】
　電子注入層、電子輸送層の厚さは、駆動電圧を下げるという観点から、各々５００ｎｍ
以下であることが好ましい。電子輸送層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが
好ましく、５ｎｍ～２００ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるの
が特に好ましい。また、電子注入層の厚さとしては、０．１ｎｍ～２００ｎｍであるのが
好ましく、０．２ｎｍ～１００ｎｍであるのがより好ましく、０．５ｎｍ～５０ｎｍであ
るのが特に好ましい。
【０１０２】
　電子注入層、電子輸送層は、上述した材料の１種単独又は２種以上からなる単層構造で
あってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
【０１０３】
　－－正孔ブロック層－－
　正孔ブロック層は、陽極側から発光層に輸送された正孔が、陰極側に通り抜けることを
防止する機能を有する層である。発光層と陰極側で隣接する有機化合物層として、正孔ブ
ロック層を設けることができる。
【０１０４】
　正孔ブロック層を構成する化合物の例としては、ビス－（２－メチル－８－キノニルフ
ェノレート）アルミニウム（ＢＡｌｑ）等のアルミニウム錯体、トリアゾール誘導体、Ｂ
ＣＰ等のフェナントロリン誘導体、等が挙げられる。
【０１０５】
　正孔ブロック層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましく、５ｎｍ～２
００ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるのが特に好ましい。
【０１０６】
　正孔ブロック層は、上述した材料の１種単独又は２種以上からなる単層構造であっても
よいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
【０１０７】
　－－電子ブロック層－－
　電子ブロック層は、陰極側から発光層に輸送された電子が、陽極側に通り抜けることを
防止する機能を有する層である。本発明において、発光層と陽極側で隣接する有機化合物
層として、電子ブロック層を設けることができる。
【０１０８】
　電子ブロック層を構成する化合物の例としては、例えば前述の正孔輸送材料として挙げ
たものが適用できる。
【０１０９】
　電子ブロック層の厚さとしては、１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましく、５ｎｍ～２
００ｎｍであるのがより好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍであるのが特に好ましい。
【０１１０】
　正孔ブロック層は、上述した材料の１種単独又は２種以上からなる単層構造であっても
よいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。
【０１１１】
　発光層は、さらに発光効率を向上させるため、複数の発光層の間に電荷発生層が設けた
構成をとることができる。
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【０１１２】
　電荷発生層は、電界印加時に電荷（正孔及び電子）を発生する機能を有すると共に、発
生した電荷を電荷発生層と隣接する層に注入させる機能を有する層である。
【０１１３】
　電荷発生層を形成する材料は、上記の機能を有する材料であれば、特に制限はなく、単
一化合物で形成されていても、複数の化合物で形成されていてもよい。
【０１１４】
　具体的には、導電性を有するものであっても、ドープされた有機層のように半導電性を
有するものであっても、また、電気絶縁性を有するものであってもよく、特開平１１－３
２９７４８や、特開２００３－２７２８６０や、特開２００４－３９６１７に記載の材料
が挙げられる。
【０１１５】
　さらに、具体的には、ＩＴＯ、ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）などの透明導電材料、
Ｃ６０等のフラーレン類、オリゴチオフェン等の導電性有機物、金属フタロシアニン類、
無金属フタロシアニン類、金属ポルフィリン類、無金属ポルフィリン類等などの導電性有
機物、Ｃａ、Ａｇ、Ａｌ、Ｍｇ：Ａｇ合金、Ａｌ：Ｌｉ合金、Ｍｇ：Ｌｉ合金などの金属
材料、正孔伝導性材料、電子伝導性材料、及びそれらを混合させたものが挙げられる。
【０１１６】
　前記正孔伝導性材料は、例えば、４，４’，４’’－トリス（２－ナフチルフェニルア
ミノ）トリフェニルアミン（２－ＴＮＡＴＡ）、Ｎ’－ジナフチル－Ｎ，Ｎ’－ジフェニ
ル－［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン（ＮＰＤ）などの正孔輸送有機材料
にＦ２，３，５，６－テトラフルオロ－７，７，８，８－テトラシアノキノジメタン（４
－ＴＣＮＱ）、ＴＣＮＱ、ＦｅＣｌ３などの電子求引性を有する酸化剤をドープさせたも
のや、Ｐ型導電性高分子、Ｐ型半導体などが挙げられ、前記電子伝導性材料は電子輸送有
機材料に４．０ｅＶ未満の仕事関数を有する金属若しくは金属化合物をドープしたものや
、Ｎ型導電性高分子、Ｎ型半導体が挙げられる。Ｎ型半導体としては、Ｎ型Ｓｉ、Ｎ型Ｃ
ｄＳ、Ｎ型ＺｎＳなどが挙げられ、Ｐ型半導体としては、Ｐ型Ｓｉ、Ｐ型ＣｄＴｅ、Ｐ型
ＣｕＯなどが挙げられる。
【０１１７】
　また、前記電荷発生層として、Ｖ２Ｏ５などの電気絶縁性材料を用いることもできる。
【０１１８】
　前記電荷発生層は、単層でも複数積層させたものでもよい。複数積層させた構造として
は、透明伝導材料や金属材料などの導電性を有する材料と正孔伝導性材料、又は、電子伝
導性材料を積層させた構造、上記の正孔伝導性材料と電子伝導性材料を積層させた構造の
層などが挙げられる。
【０１１９】
　前記電荷発生層は、一般に、可視光の透過率が５０％以上になるよう、膜厚・材料を選
択することが好ましい。また膜厚は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、０．５～２００ｎｍが好ましく、１～１００ｎｍがより好ましく、３～５０ｎ
ｍがさらに好ましく、５～３０ｎｍが特に好ましい。
【０１２０】
　電荷発生層の形成方法は、特に制限されるものではなく、前述した有機化合物層の形成
方法を用いることができる。
【０１２１】
　電荷発生層は前記二層以上の発光層間に形成するが、電荷発生層の陽極側及び陰極側に
は、隣接する層に電荷を注入する機能を有する材料を含んでいてもよい。陽極側に隣接す
る層への電子の注入性を上げるため、例えば、ＢａＯ、ＳｒＯ、Ｌｉ２Ｏ、ＬｉＣｌ、Ｌ
ｉＦ、ＭｇＦ２、ＭｇＯ、ＣａＦ２などの電子注入性化合物を電荷発生層の陽極側に積層
させてもよい。
【０１２２】
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　以上で挙げられた内容以外にも、特開２００３－４５６７６号公報、米国特許第６，３
３７，４９２号、同第６，１０７，７３４号、同第６，８７２，４７２号等に記載を元に
して、電荷発生層の材料を選択することができる。
【０１２３】
　＜＜電極＞＞
　本発明において、電極としては、発光層に電界を印加し得るものであれば、特に制限は
ない。電極の配置位置としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例
えば、図１及び２に記載のように、光学共振器を形成する光反射性を有する電極が、同一
平面上に存在することが好ましい。電極は、有機発光表示装置への配置の形態に応じて、
透明若しくは半透明又は光反射性若しくは光透過性の陽極又は陰極等、適宜選択すればよ
い。
【０１２４】
　－陽極－
　陽極は、通常、有機化合物層を構成する有機発光層に正孔を供給する電極としての機能
を有していればよく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、有機電界発
光素子の用途、目的に応じて、公知の電極材料のなかから適宜選択することができる。前
述のごとく、陽極は、通常、透明陽極として設けられる。
【０１２５】
　陽極の材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、導電性化合物、又はこれらの
混合物が好適に挙げられる。陽極材料の具体例としては、アンチモンやフッ素等をドープ
した酸化錫（ＡＴＯ、ＦＴＯ）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の導電性金属酸化物、金、銀、クロム、ニ
ッケル等の金属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化
銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの
有機導電性材料、及びこれらとＩＴＯとの積層物などが挙げられる。このなかで好ましい
のは、導電性金属酸化物であり、特に、生産性、高導電性、透明性等の点からはＩＴＯが
好ましい。
【０１２６】
　陽極は、例えば、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリ
ング法、イオンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的
方式などのなかから、陽極を構成する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って
、前記基板上に形成することができる。例えば、陽極の材料として、ＩＴＯを選択する場
合には、陽極の形成は、直流又は高周波スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレーティング
法等に従って行うことができる。
【０１２７】
　本発明において、陽極の配置位置としては、有機化合物層に接するように設けられれば
、特に制限はなく、有機電界発光素子の用途、目的に応じて適宜選択することができるが
、陽極は、有機化合物層における一方の表面の全部に形成されていてもよく、その一部に
形成されていてもよい。
【０１２８】
　なお、陽極を形成する際のパターニングとしては、フォトリソグラフィーなどによる化
学的エッチングによって行ってもよいし、レーザーなどによる物理的エッチングによって
行ってもよく、また、マスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフ
トオフ法や印刷法によって行ってもよい。
【０１２９】
　陽極の厚みとしては、陽極を構成する材料により適宜選択することができ、一概に規定
することはできないが、通常、１０ｎｍ～５０μｍ程度であり、５０ｎｍ～２０μｍが好
ましい。
【０１３０】
　陽極の抵抗値としては、１０３Ω／□以下が好ましく、１０２Ω／□以下がより好まし
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い。陽極が透明である場合は、無色透明であっても、有色透明であってもよい。透明陽極
側から発光を出射するためには、その透過率としては、６０％以上が好ましく、７０％以
上がより好ましい。
【０１３１】
　なお、透明陽極については、沢田豊監修「透明導電膜の新展開」シーエムシー刊（１９
９９）に詳述があり、ここに記載される事項を本発明に適用することができる。耐熱性の
低いプラスティック基材を用いる場合は、ＩＴＯ又はＩＺＯを使用し、１５０℃以下の低
温で成膜した透明陽極が好ましい。
【０１３２】
　－陰極－
　陰極は、通常、上述の有機化合物層を構成する有機発光層に電子を注入する電極として
の機能を有していればよく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、有機
電界発光素子の用途、目的に応じて、公知の電極材料のなかから適宜選択することができ
る。
【０１３３】
　陰極を構成する材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、
これらの混合物などが挙げられる。具体例としてはアルカリ金属（例えば、Ｌｉ、Ｎａ、
Ｋ、Ｃｓ等）、アルカリ土類金属（例えばＭｇ、Ｃａ等）、金、銀、鉛、アルミニウム、
ナトリウム－カリウム合金、リチウム－アルミニウム合金、マグネシウム－銀合金、イン
ジウム、及びイッテルビウム等の希土類金属などが挙げられる。これらは、１種単独で使
用してもよいが、安定性と電子注入性とを両立させる観点からは、２種以上を好適に併用
することができる。
【０１３４】
　これらのなかでも、陰極を構成する材料としては、電子注入性の点で、アルカリ金属や
アルカリ土類金属が好ましく、保存安定性に優れる点で、アルミニウムを主体とする材料
が好ましい。アルミニウムを主体とする材料とは、アルミニウム単独、アルミニウムと０
．０１質量％～１０質量％のアルカリ金属又はアルカリ土類金属との合金若しくはこれら
の混合物（例えば、リチウム－アルミニウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金など
）をいう。
【０１３５】
　なお、陰極の材料については、特開平２－１５５９５号公報、特開平５－１２１１７２
号公報に詳述されており、これらの公報に記載の材料は、本発明においても適用すること
ができる。
【０１３６】
　陰極の形成方法については、特に制限はなく、公知の方法に従って行うことができる。
例えば、印刷方式、コーティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イ
オンプレーティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式などの
なかから、前記した陰極を構成する材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って形
成することができる。例えば、陰極の材料として、金属等を選択する場合には、その１種
単独又は２種以上を同時又は順次にスパッタ法等に従って行うことができる。
【０１３７】
　陰極を形成するに際してのパターニングは、フォトリソグラフィーなどによる化学的エ
ッチングによって行ってもよいし、レーザーなどによる物理的エッチングによって行って
もよく、マスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印
刷法によって行ってもよい。
【０１３８】
　本発明において、陰極の配置位置は、発光層に電界を印加し得るように設けられれば、
特に制限はなく、発光層上の全部に形成されていてもよく、その一部に形成されていても
よい。
【０１３９】
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　また、陰極と前記有機化合物層との間に、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のフッ化
物、酸化物等による誘電体層を０．１ｎｍ～５ｎｍの厚みで挿入してもよい。この誘電体
層は、一種の電子注入層とみることもできる。誘電体層は、例えば、真空蒸着法、スパッ
タリング法、イオンプレーティング法等により形成することができる。
【０１４０】
　陰極の厚みは、陰極を構成する材料により適宜選択することができ、一概に規定するこ
とはできないが、通常１０ｎｍ～５μｍ程度であり、５０ｎｍ～１μｍが好ましい。
【０１４１】
　また、陰極は、透明であってもよいし、半透明であってもよいし、不透明であってもよ
い。なお、透明な陰極は、陰極の材料を１ｎｍ～１０ｎｍの厚さに薄く成膜し、さらにＩ
ＴＯやＩＺＯ等の透明な導電性材料を積層することにより形成することができる。
【０１４２】
　＜＜基板＞＞
　ＯＬＥＤ基板において、基板としては、その形状、構造、大きさ及び材料等、目的に応
じて適宜選択すればよく、一般的には、基板の形状としては、板状であることが好ましい
。基板の構造としては、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよく、また、単
一部材で形成されていてもよいし、２以上の部材で形成されていてもよい。基板は、無色
透明であっても、有色透明であってもよいが、発光層から発せられる光を散乱又は減衰等
させることがない点で、無色透明であることが好ましい。また、利便性の点で、可撓性を
有するものであることが好ましい。ＯＬＥＤ基板の材料としては、上記の光学部材の光透
過性基板と同様のものであってもよい。ＯＬＥＤ基板の配置の態様としては、ＯＬＥＤ基
板からの発光及び光の透過に影響を及ぼさない態様であれば、目的に応じて適宜選択すれ
ばよいが、ＯＬＥＤ基板からの光の光路上に配置されないように、光反射電極からみて、
有機ＥＬ層の反対側に配置されてもよい。
【０１４３】
　＜駆動＞
　有機発光表示装置は、陽極と陰極との間に直流（必要に応じて交流成分を含んでもよい
）電圧（通常２ボルト～１５ボルト）、又は直流電流を印加することにより、発光を得る
ことができる。
【０１４４】
　有機発光表示装置の駆動方法については、特開平２－１４８６８７号、同６－３０１３
５５号、同５－２９０８０号、同７－１３４５５８号、同８－２３４６８５号、同８－２
４１０４７号の各公報、特許第２７８４６１５号、米国特許５，８２８，４２９号、同６
，０２３，３０８号の各明細書、等に記載の駆動方法を適用することができる。
【０１４５】
　（有機発光表示装置の製造方法）
　本発明による有機発光表示装置の製造方法は、基板上に光反射電極、有機ＥＬ層及び光
透過電極を順次積層する工程と、前記基板とは異なる光透過性基板上に、凹部を有する光
透過層を形成する工程と、前記光反射電極と前記凹部における該光反射電極に対向する表
面との間で、赤色、緑色及び青色の少なくとも１つの色の光を出射する光学共振器が形成
されるように、前記光透過層と前記光透過電極とを対向して固定する工程とを含み、その
他必要に応じて他の工程を含む。
【０１４６】
　前記の基板上に光反射電極、有機ＥＬ層及び光透過電極を順次積層する工程としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例えば、上記の＜ＯＬＥＤ基板＞の
項で言及した方法により行えばよい。前記の光透過性基板上に凹部を有する光透過層を形
成する工程としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例えば、上記
の＜光学部材＞の項で言及した方法により行えばよい。前記の光透過層と光透過電極とを
対向して固定する工程としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すればよく、例
えば、上記の＜接着部＞の項で言及した方法により行えばよい。
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【実施例】
【０１４７】
　次に、実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記実施
例に制限されるものではない。
【０１４８】
　（実施例１）
　＜光学部材の作成＞
　＜＜光学部材用モールドの作成＞＞
　石英基板上に、スピンコート法により、感光性レジストを塗布し、これに、赤色、緑色
、青色及び白色のいずれかの副画素からなる画素に対応するように、パターン露光し、フ
ォトリソ工程によって、所定位置の石英基板面を開口させた。その後、ドライエッチング
によって開口部をさらに所定量エッチングした。また、他の副画素、画素間に対応するよ
うにレジストパターニングとドライエッチングとを繰り返した。緑色画素に相当する凹部
を石英基板表面から９８ｎｍ、青色画素に相当する凹部を石英基板表面から２５８ｎｍ、
画素間を仕切る凸部に相当する箇所と白色画素に相当する位置を石英基板表面から２７８
ｎｍエッチングし、赤色画素に相当する凹部については、エッチングしなかった。このよ
うにして、凹凸部の形成用に用いるモールドを得た。なお、得た凹凸部形成用モールドの
凹部深さは、下記の通りである。
【０１４９】
　［光学部材用モールドの凹部深さ］
　赤色相当部：深さ０ｎｍ
　緑色相当部：深さ９８ｎｍ
　青色相当部：深さ２５８ｎｍ
　白色相当部及び画素間：深さ２７８ｎｍ
【０１５０】
　＜＜光学部材＞＞
　＜＜＜カラーフィルタ層を有する光透過性基板＞＞＞
　ブラックカラーレジストＣＫ－８４００（富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ
（株）製）を　カラーフィルタ作製用のガラス基板の上にスピンコーターを用いて乾燥膜
厚が１．０μｍとなるように塗布し、１２０℃で２分間乾燥させて黒色の均一な塗膜を形
成した。
【０１５１】
　次に、露光装置を使用して、塗膜に３６５ｎｍの波長で１００μｍのマスクを通して３
００ｍＪ／ｃｍ２の露光量で照射した。照射後、１０％ＣＤ－１（富士フイルム　エレク
トロニクスマテリアルズ（株）製）現像液を使用して、２６℃で９０秒間現像した。引き
続き、流水で２０秒間リンスした後、エアナイフで乾燥させ、２２０℃で６０分間熱処理
を行なってブラックマトリックスのパターン像を形成した。
【０１５２】
　次に、下記３色の硬化性組成物を、サンドミルで一昼夜分散した。なお、緑色、赤色及
び青色のそれぞれで得た分散液を、それぞれ、分散液（Ａ－１）、（Ａ－２）及び（Ａ－
３）とも称する。
【０１５３】
　［緑色：分散液（Ａ－１）］
　ベンジルメタクリレート／メタクリル酸共重合体　　　　　　　　　　　８０質量部
　（重量平均分子量３０，０００、酸価１２０）
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　５００質量部
　銅フタロシアニン顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３質量部
　Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１８５　　　　　　　　　　　　　　　　　６７質量部
【０１５４】
　［赤色：分散液（Ａ－２）］
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　ベンジルメタクリレート／メタクリル酸共重合体　　　　　　　　　　　８０質量部
　（重量平均分子量３０，０００、酸価１２０）
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　５００質量部
　ピグメントレッド２５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
　ピグメントレッドＰＲ１７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
【０１５５】
　［青色：分散液（Ａ－３）］
　ベンジルメタクリレート／メタクリル酸共重合体　　　　　　　　　　　８０質量部
　（重量平均分子量３０，０００、酸価１２０）
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　５００質量部
　ピグメントブルー１５：６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９５質量部
　ピグメントバイオレット２３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
【０１５６】
　次いで、上記の各色用の硬化性組成物（即ち、分散液（Ａ－１）、（Ａ－２）及び（Ａ
－３））６０質量部に、下記の成分を添加して、各色用の組成物を得た。
【０１５７】
　ジペンタエリスリトールヘキサアクリレ－ト（ＤＰＨＡ）　　　　　　　８０質量部
　４－［ｏ－ブロモ－ｐ－Ｎ，Ｎ－ジ（エトキシカルボニル）アミノフェニル］２、６－
ジ（トリクロロメチル）－Ｓ－トリアジン　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
　７－［｛４－クロロ－６－（ジエチルアミノ）－Ｓ－トリアジン－２－イル｝アミノ］
－３－フェニルクマリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２質量部
　ハイドロキノンモノメチルエーテル　　　　　　　　　　　　　　　０．０１質量部
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　　　　　　５００質量部
【０１５８】
　上記の通り添加して得た各色用の組成物を均一に混合した後、孔径５μｍのフィルター
で濾過し、本発明の３色の硬化性組成物を得た。このうち緑色の硬化性組成物をブラック
マトリックスを作成したガラス基板の上にスピンコーターを用いて乾燥膜厚が１．０μｍ
となるように塗布し、１２０℃で２分間乾燥させて緑色の均一な塗膜を形成した。
【０１５９】
　次に、露光装置を使用して、塗膜に３６５ｎｍの波長で１００μｍのマスクを通して３
００ｍＪ／ｃｍ２の露光量で照射した。照射後、１０％ＣＤ－１（富士フイルム　エレク
トロニクスマテリアルズ（株）製）現像液を使用して、２６℃で６０秒間現像した。引き
続き、流水で２０秒間リンスした後、エアナイフで乾燥させ、２２０℃で６０分間熱処理
を行なって緑色のパターン像（緑色画素）を形成した。この操作を赤色の硬化性組成物と
青色の硬化性組成物についても同様に、同一のガラス基板に対して行い、順次赤色のパタ
ーン像（赤色画素）及び青色のパターン像（青色画素）を形成した。このカラーフィルタ
ー基板の光学特性を図８に示す。
【０１６０】
　＜＜＜光透過層＞＞＞
　次に、このようにして形成したカラーフィルタ層を有する光透過性基板上に、下記の成
分を、スピンコート法により塗布し、光透過層（膜厚１，０００ｎｍ）を形成した。
【０１６１】
　［光透過層］
　ＰＡＫ－０２（東洋合成社製）を用いて作製した。
【０１６２】
　上記の通りに得た光透過層上に、上記の通り得た凹凸部形成用モールドを用いて、転写
法により、凹凸部を形成した。モールドを光透過層に押圧し、石英基板からなるモールド
側からＵＶ照射して、光透過層の材料を硬化させ、同層表面に凹部を形成した。
【０１６３】
　このようにして得た光透過層の凹凸面上に、Ａｇを真空蒸着法により堆積させて、光半
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透過反射層（膜厚１０ｎｍ）を形成し、光学部材を得た。
【０１６４】
　［光半透過反射層の形成条件］
　一般的なＡｇの真空蒸着法で、必要範囲に成膜されるようにメタルマスクによって選択
的に成膜する。特に、白色の副画素は光源のスペクトルを出射するため、光学共振器構造
とならないように光半透過反射層を形成しない。また、図１及び図３のように光学部材の
光透過層に形成した凸部を後述するカップリング剤で結合する構成の場合、接着面である
凸部頂面に有機材料を残存させるため、当該箇所も光透過層を露出させて光半透過反射層
を形成しない。
【０１６５】
　光学部材の凸部における光透過層の表面と凹部における光半透過反射層の表面との段差
が光学共振長の一部として作用する。この段差量を凹部深さ寸法として以下に示す。
【０１６６】
　［光学部材凹部］
　赤色相当部：深さ２６８ｎｍ
　緑色相当部：深さ１７０ｎｍ
　青色相当部：深さ　１０ｎｍ
　白色相当部及び画素間：深さ　　０ｎｍ
【０１６７】
　＜ＯＬＥＤ基板の作成＞
　Ａｌからなる反射電極が形成された基板上に、順次、有機層の真空蒸着成膜及び透明電
極のイオンプレーティング成膜を行うことによって、ＯＬＥＤ基板を作成した。このＯＬ
ＥＤ基板の発光特性を図９に示す。
【０１６８】
　［電子注入層］
　材料：　　　ＬｉＦ
　蒸着速度：　０．１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　１００ｓｅｃ
　膜厚：　　　１０Å＝１ｎｍ
【０１６９】
　［電子輸送層］
　材料：　　　ＢＡｌｑ
　蒸着速度：　１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　１００ｓｅｃ
　膜厚：　　　１００Å＝１０ｎｍ
【０１７０】
　［発光層（青色）］
　材料：　　　ｍＣＰ（ホスト）と発光材（上記Ｄ－２４）（ゲスト）の共蒸着
　蒸着速度：　ｍＣＰ＝０．９Å／ｓｅｃ、発光材Ｂ＝０．１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　１００ｓｅｃ
　膜厚：　　　１００Å＝１０ｎｍ
【０１７１】
　［発光層（緑色）］
　材料：　　　ｍＣＰ（ホスト）と発光材（上記Ｄ－２２）（ゲスト）の共蒸着
　蒸着速度：　ｍＣＰ＝０．９Å／ｓｅｃ、発光材Ｇ＝０．１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　１５０ｓｅｃ
　膜厚：　　　１５０Å＝１５ｎｍ
【０１７２】
　［発光層（赤色）］
　材料：　　　ＢＡｌｑ（ホスト）と発光材（上記Ｄ－７）（ゲスト）の共蒸着
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　蒸着速度：　ＢＡｌｑ＝０．９Å／ｓｅｃ、発光材Ｒ＝０．１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　２００ｓｅｃ
　膜厚：　　　２００Å＝２０ｎｍ
【０１７３】
　［正孔輸送層］
　材料：　　　ａ－ＮＰＤ
　蒸着速度：　１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　１００ｓｅｃ
　膜厚：　　　１００Å＝１０ｎｍ
【０１７４】
　［正孔注入層］
　材料：　　　２－ＴＮＡＴＡ（ホスト）とＦ４－ＴＣＮＱ（ゲスト）の共蒸着
　蒸着速度：　２－ＴＮＡＴＡ＝２Å／ｓｅｃ、Ｆ４－ＴＣＮＱ＝０．１Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　４８ｓｅｃ
　膜厚：　　　１００Å＝１０ｎｍ
【０１７５】
　［透明電極層］
　材料：　　　ＩＴＯ
　蒸着速度：　５０Å／ｓｅｃ
　成膜時間：　２００ｓｅｃ
　膜厚：　　　１，０００Å＝１００ｎｍ
【０１７６】
　＜光学部材とＯＬＥＤ基板との接着＞
　［化合物Ａの合成］
　光学部材とＯＬＥＤ基板とを接着するための化合物Ａを、下記の通り合成した。なお、
この合成は、以下の２つのステップにより行った。
【０１７７】
　１．ステップ１（化合物ａの合成）
  ＤＭＡｃ５０ｇとＴＨＦ５０ｇの混合溶媒に１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ
トン２４．５ｇ（０．１２モル）を溶解し、氷浴下でＮａＨ（６０％  ｉｎ  ｏｉｌ） 
７．２ｇ（０．１８モル）を徐々に加えた。そこに、１１－ブロモ－１－ウンデセン（９
５％）４４．２ｇ（０．１８モル）を滴下し、室温で１時間反応を行った。反応溶液を氷
水中に投入し、酢酸エチルで抽出し、黄色溶液状の化合物ａを含む混合物を得た。この混
合物３７ｇをアセトニトリル３７０ｍＬに溶かし、水７．４ｇを加えた。ｐ－トルエンス
ルホン酸一水和物１．８５ｇを加え、室温で２０分間撹拌した。酢酸エチルで有機相を抽
出し、溶媒を留去した。カラムクロマトグラフィー（充填剤：ワコーゲルＣ－２００、展
開溶媒：酢酸エチル／ヘキサン＝１／８０）で化合物ａを単離した。この合成スキームは
、下記の通りである。
【０１７８】
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【化７】

【０１７９】
　１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ　ＣＤＣｌ３）
　δ＝１．２－１．８（ｍｂ，２４Ｈ），２．０（ｑ，２Ｈ），３．２（ｔ，Ｊ＝６．６
，２Ｈ），４．９－５．０（ｍ，２Ｈ）５．８（ｄｄｔ，Ｊ＝２４．４，Ｊ＝１０．５，
Ｊ＝６．６，１Ｈ．），７．４（ｔ，Ｊ＝７．４，２Ｈ），７．５（ｔ，Ｊ＝７．４，１
Ｈ），８．３（ｄ，１Ｈ）
【０１８０】
　２．ステップ２（化合物ａのハイドロシリル化による化合物Ａの合成）
　５．０ｇの化合物ａ（０．０１４モル）にＳｐｅｉｒ　ｃａｔａｌｙｓｔ（Ｈ２ＰｔＣ
ｌ６・６Ｈ２Ｏ／２－ＰｒＯＨ、０．１モル／Ｌ）を２滴加え、氷浴下でトリクロロシラ
ン２．８ｇ（０．０２１モル）を滴下して撹拌した。さらに１時間後にトリクロロシラン
１．６ｇ（０．０１２モル）を滴下してから室温に戻した。３時間後に反応が終了した。
反応終了後、未反応のトリクロロシランを減圧留去し、化合物Ａを得た。
　合成スキームを以下に示す。
【０１８１】
【化８】

【０１８２】
　１Ｈ　ＮＭＲ（３００ＭＨｚ　ＣＤＣｌ３）
　δ＝１．２－１．８（ｍ，３０Ｈ），３．２（ｔ，Ｊ＝６．３，２Ｈ），７．３－７．
７（ｍ，３Ｈ），８．３（ｄ，２Ｈ）
【０１８３】
　（ＯＬＥＤ基板への塗布工程）
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　１２．５質量％の化合物Ａの脱水トルエン溶液をＯＬＥＤ基板の透明電極層表面に塗布
し、室温乾燥（風乾）した。
【０１８４】
　（光学部材との接着）
　下記の１．又は２．の手法で接着するが、特に、接着部へＵＶ照射できない（カラーフ
ィルタで陰になる等）場合は２．の手法で接着する。カラーフィルタ層内のブラックマト
リックスを構成しない場合は、１．の手法により、光学部材の光透過性基板側から同基板
及び光透過層を通してＵＶ照射し、接着する。
【０１８５】
　１．化合物Ａを塗布したＯＬＥＤ基板の透明電極面（無機材料面）と光学部材の光透過
層の凸部頂面（有機材料面）を密着させてＵＶ露光し、結合させる。
　２．光学部材の光透過層の凸部頂面（有機材料面）に０．１％ＡＩＢＮ（アゾビスブチ
ロニトリル）メタノール溶液を塗布し、化合物Ａを塗布したＯＬＥＤ基板の透明電極面（
無機材料面）を密着させ、８０℃で１２時間反応させて、結合させる。
【０１８６】
　（実施例２）
　実施例１において、カップリング剤を用いて光学部材とＯＬＥＤ基板とを接着したこと
に代えて、下記の条件で行ったこと以外は、実施例１と同様に行って、有機発光表示装置
を得た。
【０１８７】
　光学部材の光透過層に凹部を形成するのに、下記の寸法の凹部深さを有する光学部材用
モールドを用い、下記の寸法の凹部深さを有する光学部材を得た。
【０１８８】
　［光学部材用モールド凹部］
　赤色相当部：深さ０ｎｍ
　緑色相当部：深さ９７ｎｍ
　青色相当部：深さ２９３ｎｍ
　白色相当部及び画素間：深さ３１３ｎｍ
【０１８９】
　［光学部材の凹部深さ］
　赤色相当部：深さ３０３ｎｍ
　緑色相当部：深さ２０６ｎｍ
　青色相当部：深さ　１０ｎｍ
　白色相当部及び画素間：深さ　　０ｎｍ
【０１９０】
　得た光学部材の凹部に、インクジェット法に従って、ＳｉＮ粒子を分散してＯＬＥＤ基
板の透明電極層と屈折率を同等としたエポキシ系接着剤を充填した。充填の条件としては
、形成された凹部の底部と、形成された凸部で規定される光学部材の表面とで規定される
容積に前記接着剤が充填されるように行った。
【０１９１】
　（比較例）
　ＯＬＥＤ基板に、光透過層を形成しない光学部材、即ち単純なカラーフィルタ基板を重
ねて一体化して有機発光表示装置を得た。ＯＬＥＤ基板及びカラーフィルタは共に、前記
と同様の構成及び特性を有する。
【０１９２】
　＜評価＞
　実施例１及び２並びに比較例で得た有機発光表示装置を用いて、各画素出射光の正面強
度スペクトルを、下記の条件で測定した。その結果を、図５、図６及び図７に示す。ここ
で、白色（Ｗ）の最大強度（ピーク強度）を１として正面強度を正規化して比較する。
【０１９３】
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　比較例では、光源の白色光をカラーフィルタで波長選択しているが、青色（Ｂ）、緑色
（Ｇ）、赤色（Ｒ）の各色の最大透過率は１以下のため、各色の正面強度は１以下であり
、その波長分布はカラーフィルタの特性に従って広帯域になっている。即ち、強度が弱く
、色味が悪い出力となっている。
【０１９４】
　これに対して各実施例では、光学共振器の構造によって、青色（Ｂ）、緑色（Ｇ）、赤
色（Ｒ）を所定波長で強め、狭帯域化している。即ち、強度が強く、色味が良い出力とな
っており、本発明による光学部材を用いることによって、表示特性を高めた有機発光表示
装置が得られた。
【産業上の利用可能性】
【０１９５】
　本発明による有機発光表示装置は、高精彩なフルカラー表示が可能であるため、携帯電
話ディスプレイ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、コンピュータディスプレ
イ、自動車の情報ディスプレイ、ＴＶモニター、又は一般照明を含む幅広い分野に好適に
利用可能である。
【符号の説明】
【０１９６】
　１０　　　光学部材
　１２　　　光透過層
　１４　　　凸部
　１５　　　凹部
　１６　　　光半透過反射層
　１８　　　カラーフィルタ層
　１８ｒ　　赤色フィルタ部
　１８ｇ　　緑色フィルタ部
　１８ｂ　　青色フィルタ部
　１８ｗ　　白色フィルタ部
　１９　　　光透過性基板
　２０　　　ＯＬＥＤ基板
　２２　　　基板
　２４　　　光反射電極
　２６　　　有機ＥＬ層
　２８　　　光透過電極
　３０　　　接着部
　３２　　　画素回路
　３４　　　コンタクトホール
　３６　　　絶縁層
　１００　　有機発光表示装置
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